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1. 緒言 

近年，レーザー照射による材料の表面ナノパタ

ーン化が注目されている．ナノ構造はサイズ効果

等により既存の材料とは特性が異なり，多くの応

用例が提案されている．ナノ構造がもたらす光触

媒などの効果を効率的かつ選択的に発現させる

ためには，発現位置制御を含む一括パターニング

方法が重要である． 

本研究では，レーザー照射による材料表面構造

のパターン化制御を目指し，レーザー照射時の媒

質の変化の解明と共に，予めパターニングを施し

たフォトマスクを介してレーザーを照射するこ

とによるレーザー照射痕のパターン化制御を目

指した． 

2．実験方法 

試料は 1cm四方に加工した Zn板を陰極として Zn

に電解質溶液中でグロー放電を施したものと比

較実験のために Si(100)板を用意した．実験系を

Fig.1 に示す．用いたレーザーは Nd:YAG レーザー

(波長: 355 nm,繰り返し周波数:2Hz)，マスクと試料

の距離を L(可変)としマスクには，SiO2ガラスに

ポリメチルメタクリレート(PMMA：透過率約

93%)を 1μm塗布し，電子ビームリソグラフィー

法で電子線照射部のみ PMMAを除去したものを

使用した． 

 3．結果・考察 

グロー放電を施した Zｎへのレーザー照射結果

を Fig.2 に示す． 

 
Fig.1 (左)実験系の模式図(右)マスクパターン 

 

 

 

 

結果，Zn表面でのパターン創製，表面の構造変

化を確認した．これはマスクを介することによる

パターン部でのレーザー強度に起因すると考え

られる．試料へ照射される光の強度分布について

詳細な情報を得るためにシミュレーションを行

った．マスク孔からの回折光を与える Lを変動さ

せ，Fresnel-Kirchhoff積分を数値計算した．Fig.3

に Si板への照射の結果を示す．同図はシミュレー

ション結果が照射光強度分布に対応して表面改

質が行われていることを示している． 

以上の結果から，フォトマスクを用いることに

より照射するレーザー光の強度の分布を制御し，

様々なパターンを任意に作製できる可能性があ

る． 

 
Fig.2 Zn表面 SEM 像 

 
Fig.3 (a)(b)Si表面 SEM 像 

(c)(d)シミュレーション結果 
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